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1.
Starteigenschaften ,normaler” Glimmentladungsplasmen
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Rel. Intensitat

.04.2013 14:11:51 (13040102 ar25dchr arcr 1000V 10mA \4510)
10_(Kan. - Empf.; Glatt.; Fakt.; ?)
Cr 425 - 1, 0; 5,0, 0,00
4c 156- 2;0;1,0;0,00
N 174 - 2; 0; 1,0; 0,00
0 130 - 2; 0; 10,0; 0,00
O—Ni341- 2,0, 1,0;0,00
H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

Tix- 0,0, 1,0:0,00
Px- 0; 0; 1,0; 0,00
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2.
Probleme hoher Sputterraten / kurzer Sputterzeiten
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Rel. Intensitat

62,04.2013 14:11:51 (13040102 ar25dchr arcr 1000V 10mA \4510)
10 {kan. - Empr; Giat; Faki. 2)

Cr 425 - 1, 0; 5,0; 0,00

Jc 156- 20, 1,0;0,00

N 174 -2, 0;1,0;0,00

o 130- 2, 0; 10,0, 0,00

O-Ni341-2;0;1,0;0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0, 0,00

62.04.2013 14:11:51 (13040102 ar25dchr arcr 1000V 10mA w4510)
lo_(Kan. - Empf.; Glatt; Fakt.; ?)
Cr 425 - 1; 0; 5,0, 0,00
JC 156 - 2, 0; 1,0;0,00
N 174 - 2;0;1,0;0,00
IO 130 - 2; 0; 10,0; 0,00
O—Ni341- 2;0;1,0;0,00
H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00
Ix - 0; 0; 1,0; 0,00
Px- 0; 0; 1,0; 0,00

Rel. Intensitat

Tx- 0:0;1.0;0,00
Px- 0; 0; 1,0; 0,00

."_. i.lmnuuu.‘.m | ’l 2 - “.,..,,,...,,,w,.;“
D e s S ] 2

04 105 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10
Zeit [s]

Chromschicht mit ~200 nm Dicke, gemessen mit typischen DC-Bedingungen
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3.
Plasmen mit geringer Sputterleistung
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Spezifische Sputterkonstante Fe: 0,24 ug/Ws

WZerstaubung = (U - UO)'I't

I:)Zerstéiubung = (U - UO)'I

I:)Gesamt =U -l
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Kraterdurchmesser in Abhangigkeit von der Stromstarke
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4.
Anregung durch Plasmen mit niedriger Sputterleistung
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Intensitat der Argonlinie 706 nm in Abhangigkeit von Druck und Gesamtleistung
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5.
Ergebnisse
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Rel. Intensitat

107

.04.2013 13:49:30 (13040102 ar25dchr arcr 350V 25mA v4510)
(Kan. - Empf.; Glatt.; Fakt.; ?)

Cr 425 - 1; 0; 5,0, 0,00

C 156 - 2; 0; 1,0; 0,00

N 174 - 2; 0; 1,0; 0,00

O 130 0; 10,0; 0,00

Ni 341 0; 1,0; 0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

NN DN

o

Ix - 0; 0; 1,0; 0,00
Px- 0; 0; 1,0; 0,00,

Zeit [s]
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Rel. Intensitat

52,04.2013 13:49:30 (13040102 ar25dchr arcr 350V 25mA v4510)
10 {kan. - Empr.; Glat; Faki.; 2)

Cr 425 - 10, 5,0, 0,00

Jc 156- 2,0, 1,0;0,00

N 174 -2, 0;1,0;0,00

o 130- 2, 0; 10,0, 0,00

O-Ni341-2;0;1,0;0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0, 0,00

52.04.2013 13:49:30 (13040102 ar25dchr arcr 350V 25mA v4510)
10 {kan. - Empr; Glat; Faki.; 2)
lcr 425 - 1; 0, 5,0; 0,00
{c 156-2:0;1,0;0,00
N 174 - 2;0;1,0;0,00
lo 130- 2;0;10,0; 0,00
O—Ni341- 2;0;1,0;0,00
H 6563 - 0; 0; 4,0, 0,00
Ix- 0; 0; 1,0; 0,00 Ix- 0; 0; 1,0; 0,00
Px- 0; 0; 1,0, 0,00 Px- 0; 0; 1,0, 0,00

Rel. Intensitat

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zeit [s]

110 111 112 113 114 115 116 1,17 1,18 119 120
Zeit [s]

Chromschicht mit ~200 nm Dicke, gemessen mit geringer Spannung
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Rel. Intensitat

5,04.2013 14:38:06 (13040102 ar25dchr arcr 1000V 10mA v4510)
10_Probe: CKD242

(Kan. - Empf.; Glatt.; Fakt.; ?)

4Cr 425 - 1; 0, 5,0; 0,00

C 156 - 2; 0; 1,0; 0,00

N 174 - 2;0; 1,0; 0,00

Oo 130- 2;0;10,0;0,00

Ni 341 - 2; 0; 1,0; 0,00

_H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

Ix - 0; 0; 1,0; 0,00
8-px- 0:0:1,0;0,00

3 Px Px Px

o A e
5,000 5,010 5,020 5,030 5,040 5,050 5,060 5,070 5,080 5,090 5,10
Zeit [s]

7239

Rel. Intensitat

10_62.04.2013 14:41:30 (13040102 ar25dchr arcr 350V 25mA v4510)

Probe: CKD242
(Kan. - Empf.; Glatt.; Fakt.; ?)
-Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00
C 156-20;10,0,00
O 120- 2 0, 103 000
INi 341 - 2, 0, 1,0; 0,00
JH 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00
Ix - 0; 0; 1,0; 0,00
8-Px- 0:0: 1.0; 000
7_
6_
PX Px Px
5_
4
3_
2_
1 Ix Ix IX
156
NiO426 o7 N
0 L S i A B B . T I B ’M
5,000 5,010 5,020 5,030 5,040 5,050 5,060 5,070 5,080 5,090 5,100
Zeit [s]

Gusseisen Referenz CKD242, gemessen mit beiden Bedingungen
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Rel. Intensitat

04.2013 14:53:47 (13040102 ar25dchr arcr 40mA 650Pa v4510)
10 {kan. - Empr.: Giatt.; Fakt: )

Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00

4C 15 - 2; 0; 1,0; 0,00

N 17} - 2; 0; 1,0; 0,00
0 13 - 2; 0; 10,0; 0,00

O—Ni34l- 2,0, 1,0;,0,00
H 6543 - 0; 0; 4,0; 0,00

Ix - 0;]0; 1,0; 0,00
Px- O 0; 1,0; 0,00

1 PX PX Px

-, T T T L L L S SRS ATV T BRSNS A AL R yTerT ' T Amr— AR —

41

Zeit [s]
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Rel. Intensitat

1 0_5,04.2013 14:53:47 (13040102 ar25dchr arcr 40mA 650Pa v4510) 1 0_62.04.2013 14:53:47 (13040102 ar25dchr arcr 40mA 650Pa \4510)

(Kan. - Empf.; Glétt; Fak.; ?) © (Kan [-Bnpf.; Glatt; Faki.; )
Cr 4% - 1;0,5,0, 000 = lcr 495 - 11: 0: 5,0, 0,00
dc 15h- 2 0; 10,000 7] dc 155- 0, 10;000
N 17}t - 2; 0; 1,0; 0,00 < N 174 - 2; 0; 1,0; 0,00
o 13p - 2; 0;10,0; 0,00 Q lo 190- 2:0;10,0; 0,00
O-Ni34) - 2,0;1,0;0,00 I O—nizd1- 4 0;10;0,00
H 653 - 0; 0; 4,0, 000 = H 6553 - ; 0; 4,0 0,00
- - -
ix- 0Jo; 1.0; 0,00 ) - 0| 0: 1l0; 0,00
px-d 0; 1,0, 0,00 g Px- : 0; 1.0: 0,00
87 87
7 7
Px Px Px Px Px Px
e et b e e .
67 6
> a7
4 47
37 37

Zeit [s] Zeit [s]

Chromschicht mit ~200 nm Dicke, gemessen mit geringster Spannung
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Physikalische Parameter eines Plasmas zur Diinnschichtanalyse im Vergleich...

Anodendurchmesser: 2.5mm
Spannung: 200-400V
Strom: 20-80 mA
Druck: 5-7hPa

Weitere Werte:
PMT-Mode:
Erosionsrate:

Anodenabstand:

1-2 (niedrige Spannung)
10 nm/s
0,15 mm

2.5 mm
600 - 1200V
5-20mA

2 -4 hPa

2-3 (hohe Sp.)
100 nm/s
0,15 mm
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DANKE FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!
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